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Siateilykovettuva organopolysiloksaanikoostumus
Strilningshirdbar organopolysiloxankomposition

(57) Tiivistelmd - Sammandrag
Keksintd koskee sdteilykovettuvaa organo- Uppfinningen avser en strdlningshardande

polysiloksaanikoostumusta, joka kykenee organopolysiloxankomposition, vilken foér-

tuottamaan alustan pinnalle kovettuneen mdr avgiva en hardad ytfilm pa en sub-
pintakalvon, jolla on erinomainen irrotet- stratyta, vilken uppvisar en utmirkt 10s-
tavuus takertuvista aineista. Koostumus

saadaan yhdist#m#ll8 m#&rityssd painosuh-

gbrningsférmdga gentemot klibbande sub-

stanser. Kompositionen erhdlls genom kom-

teessa kahdenlaisia (met)akryylioksialkyy-
1id sisédltavia
joista toisella on suhteellisen suuri po-

organopolysiloksaaneja,

lymeroitumisaste, mutta joka sisédltdd suh-
teellisen pienen m&3r&n piihin sitoutunei-
ta (met)akryylioksialkyyliryhmid, kun taas
toisella on suhteellisen pieni polymeroi-
tumisaste, mutta joka sis&ltdd suhteelli-
sitoutuneita
Keksintd

sen suuren mddr&n piihin
(met)akryylioksialkyyliryhmid.
koskee myts menetelmds irrotettavan pin-
noitteen muodostamiseksi alustan pinnalle

k&yttdm&alls mainittua koostumusta.

binerande av tvd sorters (met)akryloxial-
kylhaltiga organopolysiloxaner i en be-
stamd viktproportion, av vilka den ena har
en relativt hdég polymeriseringsgrad men
innehaller en relativt liten miéngd av de
kiselbundna
medan den andra har en relativt 1lag poly-

{(met) akryloxialkylgrupperna,

meriseringsgrad men innehdller en relativt
stor médngd av de kiselbundna (met)akryl-
oxialkylgrupperna. Uppfinningen avser aven
ett forfarande for bildande av den 1ldsgd-
rande belaggningen pd substratytan med

anvandning av namnda komposition.
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